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Patentanspruche 

1. Piezoelektriaches Bauelement in monolxthischer Viel- 
schichtbauweise mit einem Stapel aus mindestens zwei Keramik- 
5 Bchichten und einer zwiachen zwei Keramikschichten angeordne- 
ten Elektrodenschicht, bel dem die Elektrodenschicht Kupfer 
enthalt . 



2. Bauelement nach Anspruch 1, 

10 das aus keramischen Grunfolien hergestellt 1st, welche einen 
thermohydrolitigch abbaubaren Binder enthalten. 

3 . Bauelement nach Anspruch 2 , 

bei dem der Binder eine Polyurethandiepersion ist. 

15 

4. Bauelement nach einem der Anspraehe 1 bis 3, 

bei dem die Dichte der Keramikschichten mindestens 96 % der 
theoretisch erreichbaren Dichte aufweist. 

2 0 5. Bauelement nach einem der Anaprflche Ibis 4, 

bei dem die Keramikschichten Korner mit einer Korngrofie zwi- 
schen 0,8 und 5 m enthalten. 

6, Bauelement nach einem der Anspruche l bis 5, 

2 5 dafS mindestens 10 tibereinander angeordnete Elektrodenschich- 
ten umf aSt . 

7, Bauelement nach einem der Anspruche 1 bis 6, 
bei dem die Keramikschichten eine f erroelektrische Perowskit- 
keramik mit der allgemeinen Zusammensetzung ABO3 umfassen, 

8, Bauelement nach Anspruch 7, 

bei dem die Perowskit-Keramik vom PZT-Typ Pb (ZrxTii_x) O3 ist. 



30 



35 



9. Bauelement nach Anspruch 7 oder 8, 
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bei dem auf A^Platzen der Keramik Kationen eingebaut Bind und 
bei dem Kationen auf B-PlStzen durch geeignete andere Katio- 
nen Oder Korabinationen von Kationen ersetzt sind* 



5 10* Bauelement nach Anspruch 9, 

bei dem auf A-Platzen der Keramik zweiwertige Metal Ikationen 
M^^ eingebaut sind. 



11- Bauelement nach Anspruch 10, 
10 bei dem die zweiwertigen Metal Ikationen M^^ aus einer Gruppe 
von Elementen ausgewahlt sind, die Barium, Strontium, Kalzium 
und Kupfer enthilt, 

12, Bauelement nach Anspruch 10, 
15 bei dem auf A-Platzen der Keramik partiell dreiwertige Me- 
tallkationen M^^^ eingebaut sind, die aus einer Gruppe von 
Elementen enthaltend Scandium, Yttrium, Wismut und Lanthan 
Oder aus der Gruppe der Lanthaniden ausgewahlt sind. 

20 13. Bauelement nach Anspruch 10, 

bei dem auf A-Platzen der Keramik einwextige Kationen einge- 
baut sind, 

14. Bauelement nach Anspruch 13, 
25 bei dem die einwertigen Kationen ausgewahlt sind aus einer 

Gruppe von Elementen, die Silber, Kupfer, Natrium und Kalium 
enthalt . 



15. Bauelement nach Anspruch 10 und 14, 
30 bei dem Kombinationen von zweiwertigen Metallkationen M^^ und 
einwertigen Kationen auf A-Platzen der Keramik eingebaut 
sind . 



35 



16, Bauelement nach Anspruch 8, 

bei dem zur partiellen Substituion der vierwertigen Kationen 
zr und Ti auf den B ^ Pl&tzen der f erroelektrischen Perowskit 
- Keramik Kombinationen ein- und ftinfwertiger Metallkationen 
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M^l/4M^3/4 mit = Na^ K und m'^ = Nb, Ta oder zwei- und 
funfwertiger Metallkationen ^^^1/3^^2/2 ^"^^ ^ 
Ni, Co und mV = Nb, Ta oder drei- und f iinfwertiger Metallka- 
tionen M^^^i/2M^2/3 M^^^ = Fe, In^ Sc, schwerere Lantha- 
5 niden - Blemente und = Nb, Ta oder Kombinationen 

M^-^^2/3W^^l/3 M^^^ *= Fe, In, Sc, schwerere Lanthaniden - 
Elen>ente und M^^ - W oder - ^S' 

und M^-^ = W eingeset^it sind. 

10 17. Bauelement nach Anspruch 9, 

bei dem die Zusammeneetaung der allgemeinen Formal 
Pbi.x-ySExCuyV'"x/2 (2ro,S4-zTio,46+z)03 ^^tspricht mit 0,01 < 
X < 0/05 und -0,1S < z < +0,15 sowie 0 < y < 0#06, wobei SE 
ein Seltenerdmetall und V eine Vakanz ist/ und wobei ein PbO 

15 - UberschuB von 1 bis tnaximal 5 mol-% eingestellt ist, 

18, Bauelement nach einem der Ansprflche 9 bis 16, 
bei dem die Keramik einen Zuaatz an CuO enthalt . 

20 19, Verfahren zur Herstellung eines Bauelements nach einem 
der Anspriiche 1 bis 18 mit folgenden Schritten: 

a) Heratellen eines Stapels von einen Binder enthaltenden ke- 
ramiechen Grunfolien und Elektrodenschichten durch Stapeln 
und anschliafiendes Jjaminieren der Gr^infolien beziehungsweiae 

2 5 Elektrodenschichten 

b) Entbindern dee Stapals in einer Atmosphere, die Inertgas 
und Sauerstoff enthalt, wobei der Sauerstof fgehalt durch Zu- 
dosieren einer geeigneten Menge Wasserstof fgas oder durch 
Getterung 00 reduziert wird, dafi die Elektrodenschichten 

3 0 nicht beschMigt warden, 

20. Verfahren nach Anspruch 19, 

wobei die Entbinderung bei einer Temp^ratur zwischen 150 und 
SOO-'C erfolgt. 

35 

21. Verfahren nach Anspruch 19 oder 20, 



t 
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wobei die fur das Entbindern verwendete Atmosphare Wasser- 
stoffgas mit einem Partialdruck > 200 mbar aufweist- 

22. Verfahren nach einem der Anspriiche 19 bis 21, 
5 wobei der Schichtstapel nach der Bntbinderung bei einer Tem- 
peratur, die Jcleiner ist als der Schmelzpunkt von Kupfer 
gesintert wird, wobei fHx die Sinterung eine Atmosphare ver- 
wendet wird, die Sticketoff, Wasaeretoff und Wasserdampf ent- 
hait, und wobei der Sauerstoff partialdruck durch eine geeig- 
10 nete Waaserstof f gaskonzentration so eingestelXt ist, daS der 
Gleichgewichtspartialdruck dea Gleichgewichts Cu/CU20 nicht 
iiberschritten wird* 



15 



23. Verfahren nach Anspruch 22, 

wobei eine Maximal temper a tur fur eine Dauer zwischen 2 und 12 
Stunden gehalten wird. 



